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１．背景と目的 

BSCCO の固有接合を用いた発振器は，『テラヘルツギャップ』と呼ばれる領域を埋める有力候

補であり，W 級のコヒーレント連続テラヘルツ波を発振できることがすでに実証されている(1)．

通常の固有接合素子の作製方法は，c 軸配向の BSCCO 薄膜を厚さ方向に微細加工する等の複雑な

作製プロセスであるが，非 c 軸配向薄膜を作製できれば，厚さ方向の微細加工が不要な固有接合

素子の作製も可能であると考えられる．有機金属分解（Metal Organic Decomposition：MOD）法(2)

は，真空装置を必要とせず低コストで高品質かつ大面積の薄膜が作製できる手法として注目され，

良質な c 軸配向 BSCCO 薄膜も作製可能である(3)．本研究では，基板と薄膜との格子整合に着目し

て非 c 軸配向薄膜の作製を試み，その特性評価を行った． 

２．実験方法 

高純度化学研究所(株)製の BSCCO 有機金属溶液をスピンコート法により塗布する．使用基板は

NdGaO3(NGO)の(100)基板および SrTiO3(STO)の(110)基板である．作製手順は以下の通りである． 

①スピンコーターの台座に基板を載せ，デジタルマイクロピペットを用いて 6滴下する． 

②2 段階の回転速度で台座を回転させて溶液を基板全体に塗布する（1 段階目…500rpm・5sec，

2 段階目：3000rpm・1min）． 

③溶液を塗布した基板を恒温槽で 120℃の温度で 40 分間乾燥させる． 

④電気炉で一定の温度でアニール処理した後，自然冷却する．アニール温度は 640℃～810℃，

アニール時間は 2 時間である． 

以上の手順で作製した試料について，XRD パターンの解析およびクライオスタットを用いた直

流四端子法による抵抗温度特性の測定を行った． 

３．結果 

Fig.1にアニール温度 640℃でNGO(100)基板上に作製した BSCCO薄膜の XRD パターンを示す．

Bi2201 の(115)面に相当するピークが出現しており，c 軸が約 52 度傾いた薄膜が形成されていると

考えられる．NGO(100)基板および STO(110)基板上にアニール温度 640℃，690℃で作製した場合

にはすべて似たような傾向が見られた．この他の測定結果の詳細については当日報告する． 
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Fig.1 X-ray diffraction patterns for 640ºC sample. 

2 (degree) 

In
te

n
si

ty
 (

a.
u

.)
 

B
i2

2
0

1
(1

1
5

) 

N
G

O
(2

0
0

) 

第 75 回応用物理学会秋季学術講演会　講演予稿集（2014 秋　北海道大学）

Ⓒ 2014 年　応用物理学会

18a-PB6-1

11-001


